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Vyndlez se tykd zplsobu vytvéaieni vrstvy
fotopolymeru, exponované v konfiguraci ob-
razu. Fotopolymer je citlivy na svétlo.

Vrstvy tohoto typu se Siroce uZivaji pfi
vytvafeni obrazii ve velkém mnoZstvi sub-
strati plfi vyrob& rfiznych produktit, napfi-
klad leptd, tisténych spojli a tiskovych de-
sek. Zvl4sté duleZitym oborem pro aplikaci
vyndlezu je vyreoba ltografickych tiskovych
desek, prestoZe zplisob pedle vynédlezu mibZe
byt uZit i pFi vyrobd jinych typh tiskovych
desek, napifklad pro knibtisk, kde obraz je
vyleptan v reliéfu a pro vyrobu tiSté€nych
spoji, integrovanych obvodi apod.

Tisk na riznych materidlech jako je pa-
pir, karton, plastické hmoty a kov se pfresto
provadi litografickym zplscbem. PFi litogra-
fickém tisku se uZivd zvlastni tiskové desky,
kterd se navlh¢i vodou a pak selektivné pri-
jim4 inkoust pro olejotisk nebo n&kolik in-
koustdl tohoto typu, které se nanaseji pomoci
valch a pak se pfend$i pfimo nebo nepfimo
na papir nebo jiny materidl, ktery mé byt
potisknut. Litografickd deska je jinak zndma
pod ndzvem deska pro ploSmy tisk. Jde o to,
Ze pPenaSeny obraz na litografické tiskové
desce nevystupuje nad povrch této desky ani
nezasahuje pod jeji povrch. To je hlavni roz-
dil tohoto zplsobu tisku proti druhym dvé-
ma hlavnim zp@sob{un, a to knihtisku a hlu-

205008

2

boiisku. PFi knihtisku jsou pismena nebo
tvary vyvySeny nad plochu desky, pfi hlubo-
tisku naopak jsou pismena a tvary vyhlou-
beny a zasahuji pod povrch tiskové desky.
PFi litografii musi tiskova deska mit povrch
s vhodnymi vlastnostmi, které dovoluji pfil-
nuti inkoustu pro olejotisk ke zvolenym ob-
lastem, oproti tomu nesmi tento inkoust Inout
k éistym oblastem, takZe je velmi ditleZita
spravnd volba materidlu pro vyrobu litogra-
fickych desek. Je také dileZité, aby deska
i ostatnf materidly byly vyrobeny sprévnym
zpisobem, jinak se nedosdhne otejofilnich.
a hydrofilnich vlastnosti obrazové Castt a
negbrazové €asti.

V pribghu poslednich let do3lo ke zmé-
ndm pii vyrobé litografickych desek ve pro-
spéch fotografickyeh metod. Dfive se béZné
uZivalo prirodnich koloidh k senzitizaci de-
sek, které obsahovaly dvejchroman, na nf se
uZivd dvou systémil pro metodu, kterd pra-
cuje na podkladé negativu. feden z téchto
systémit pouZiva desku, citlivou na svétlo s
obsahem diazopryskytice, kterd vytvari vel-
mi tenkou vrstve na povrchu kovové podloz-
Ky, kterd je obvykle vyrobena z hliniku. Pit
druhém z téchto systémil se uZivd desky,
ktera je citlivd na sv&tlo a sestdvd z pod-
lozky, povlékané tlustSi vrstvou polymeru,
ktery je rovn&Z citlivy na svétlo, napFiklad
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cinnamoylované pryskyfice. Tyto na svétlo
citlivé polymery pracuji na podkladé nega-
tivu, to znamend, Ze jsou tvrditelné svétlem
a je moZno je definovat jako polymery, kte-
ré obsahuji v&tsi polet skupin se strukturou
—CH=CH—CO—. Takovymi {fotopolymery
jsou napriklad 14tky, popsané v britskych
patentovych spisech &islo 695 197, 794 572,
813 605, 838 547, - 846 908, 913 764, 921 530,
949 919, 966 296, 966 297, 1112 277, 1 117 197,
1311692, 1313 390, 1 314 689, 1 317 818,
1338 020, 1 341 004, 1 350 351, 1 353 501,
1363 214, 1377740, 1377747, 1378535 a v
celé Fadé dalSich, publikaci.

Tyto fotopolymerni systémy se pak nané-
81 na desky, citlivé na svétlo jako negativng
pilisobici fotopolymery, jich% se tykd zpisob
podle vynélezu.

Na svétlo citlivé desky na podkladu t&ch-
io fotopolymernich systémi sestdvajl z pod-
loZky, jejiZ povrch je Gpln& pokryt vrstvou
polymeru, citlivého na svétlo. PodloZka je ob-
vykle vyrobena z kovu, ktery miZe byt zrni-
ty a mliZe byt podroben anodizaci ke zlep3e-
ni svych vlastnosti. Polymerni vrstva se ex-
ponuje v konfiguraci obrazu svétlu pfi po-
uZiti vhodného negativu. Ty &asti polymeru,
které jsou zasaZeny svétlem se vytvrdi. Ex-
ponovand deska se pak dale zpracovavi tak,
Ze se z oblasti, které nebyly svétlem zasaZe-
ny odstrani polymer, to znamend, Ze se des-
ka ur&itym zplisobem vyvoldvd, ¢imZ dojde
k odhaleni podloZky v &astech, které nebyly
zasaZeny svétlem a deska je soudasn& desen-
Zitizovéna.

Polyvinylcinnandt je typickym piikladem
fotopolymerniho systému, jehoZ se tykd zpii-
sob podle vynélezu. Tyto a podobné na svét-
lo citlivé polymery, které asto obsahuji jes-
t&é pFimés zcitlivujicich l4tek a barviv se vy-
viji tak, Ze se uZije vyvojky, obsahujici jed-
no nebo vice vhodnych organickych rozpus-
tidel. PouZité vyvojky rozpousti polymer v
oblastech, které nebyly zasaZeny svétlem,
nerozpousti vSak vytvrzeny polymer v ob-
lastech, které byly sv&tlem zasaZeny. Desen-
zitizace podlozky se provadi traditnim zpi-
sobem pfi pouZiti materidlfi, které tvoii fil-
my nebo vrstvy a reagujf s povrchem kovu.
T&mito materidly jsou zndmé koloidni desen-
zitizétory, napiiklad arabskd guma nebo
sodné st karboxymethylcelulézy nebo ky-
seliny, nap¥iklad kyselina fosforedna.

Svrchu uvedené proveden! u - litografické
desky umoZiiuje primyslovou vyrobu t&ch-
to desek a uZivatelim umoZiiuje rychle a
ekonomicky ziskat litografické desky. Pomo-
ci téchto desek je moZno provést 50 000 i vi-
ce dobrych kopii. P¥i pouZiti vhodné kovové
podlozky je moZno z jediné desky ziskat a¥
400 000 dobrych kopii.

Volba organického rozpustidla pro pouZi-
ti jako vyvojky neni jednoduchd vzhledem
k Fad& omezeni, kters existuji. Je-li rozpus-
tidlo p¥li§ G&inné, dojde k zeslabeni obrazu
i v oblastech polymeru, které byly zasaZeny
svétlem. Je-li rozpustidlo pifli§ slabé, nedoj-
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de k dostatetnému odstrandni polymeru z
oblasti, které sv8tlem nebyly zasaZeny. Mi-
moto v pfipadé, Ze se rozpustidlo p¥ili§ rych-
le odpatuje pFi teplot& mistnosti, je jeho po-
uZiii nepohodlné a nékladné, mimoto je to-
to rozpustidlo toxické a nelze jej pouZit. Ko-
netné je obvykle nutné uZit jako jednu ze
sloZek vyvojky kyselinu, coZ znamend, Ze
ostatni pouZitd rozpustidla nesmi byt hydro-
lyzovatelnéd zvolenou kyselinou.

VSechna b&Zn& uZivanad organickd rozpus-
tidla maji jednu nebo n&kolik ze svrchu u-
vedenych nevyhod. Napiiklad cyklohexanon
je toxicky a mé nepfijemny zédpach, zejmé-
na ve vy38ich teplotdch. Tetrahydrofurfu-
rylalkohol neni toxicky, neni viak dostated-
né ucinny. Butyrolakton neni toxicky, je viak
snadno hydrolyzovatelny za pfitomnosti ky-
seliny. Methoxybutylacetdt je toxicky, mé
nepifjemny zdpach a'je hydrolyzovatelny ky-
selinou. 2-methoxyethylacetét je toxicky, méa
nepifjemny zdpach a je hydrolyzovatelny za
piitomnosti Kyselin. Dimethylformamid je
velmi toxicky.

Predmé&tem vyndlezu je tedy zpiisob vytvé-
Feni vrstvy fotopolymeru, exponované v kon-
figuraci, napfiklad fotopolymerizovatelného
esteru prysky¥ice jako poly(vinylcinnamétu)
nebo cinnamoylované epoxidové pryskyfice,
pii kterém se selektivn& odstrafiuji neosvst-
lené oblasti vrstvy plisobenim vyvojky, ktera
obsahuje alespoii 50 % hmotngstnich orga-
nického rozpoustédla, popiipadé az 5 %
hmotnostnich kyseliny, nap¥iklad anorganic-
ké Kkyseliny jako kyselina fosfore€nd nebo
chlorovodikovéd nebo organické karboxylové
kyseliny, napiiklad kyseliny octové, mlé&né,
8lykolové nebo a-pentenové, aZ 20 % hmot.
smacedla, napfiklad kondenzdtu polyoxy-
ethylenetheru, sodné soli alkylované kyseli-
ny naftalensulfonové nebo nonylfenylethyle-
noxidu, aZ 50 % hmotnostnich inertniho Fe-
didla, napfiklad vody, ethanolaminu nebo 2-
-ethoxyethanolu a aZ 50 % hmotnostnich dal-
81 organické kapaliny, napiiklad tetrahydro-
furfurylalkoholu, 2-methoxymethylacetdtu
nebo y-butyrolaktonu, po dobu, dostate¢nou
k selektivnimu odstrandni neexponovanych
oblasti, s ohledem na teplotu vyvojky, ve
tme, vyznadujici se tim, Ze organickym roz-
poust&dlem je laktam obecného vzorce I -
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kde

n znamena celé &islo 1, 2 nebo 3,

R znamen4d atom vodiku, methyl, ethyl, vi-
nyl, isopropyl, butyl, pentyl, fenyl, tolyl, ace-
tyl, nebo cyklohexyl,

R’ znamend atom vodiku, methyl, ethyl ne-
bo propyl a

R” znamend atom vodiku.

Prednosti zptisobu podle vynélezu oproti
difve zndmym postup@im je skuteCnost, Ze
pii jeho provddéni nedochdzi ke vzniku to-
xickych vypard a tim k ohroZeni personélu
vzhledem k tomu, Ze uZity laktam neni to-
xicky. Mimoto je vyvijeni rychlé a kvalita
tisku velmi dobra.

Prikladem y-laktam@ jsou 2-pyrrolidinon
(teplota tdni 25°C) a jeho hydrat (teplota
tani 35°C), 1-methyl-2-pyrrolidinon, 5-me-
thylpyrrolidinon (teplota tdni 41 °C}, 1-vinyl-
-2-pyrrolidinon, 1-ethyl-2-pyrrolidinon, 1-iso-
propyl-2-pyrrolidinon, 1-n-butyl-2-pyrrolidi-
non, 1-pentyl-2-pyrrolidinon, 1-fenyl-2-pyrro-
lidinon (teplota téni 68 °C}, 1-(p-tolyi)-2-pyr-
rolidinon (teplota t4ni 88,5°C), 1l-acetyl-2-
-pyrrolidinon a 1,5-dimethyl-2-pyrrolidinon,
Priklady d-laktami jsou 2-piperidon o teplo-
t® tdn{ 39 °C, 1-methyl-2-piperidon, 3-methyl-
-2-piperidon (teplota tdni 53°C}, 3-ethyl-2-
-piperidon (teplota tdni 68 °C), 3-n-propyl-2-
-piperidon (teplota tdni 59 °C) a 6-n-propyl-
-2-piperidon (teplota tdni 84 °C). Prikladem
¢-laktamu je 6-hexanolaktam. Je zFejmeé, Ze
v pripads, Ze laktam je pevny p¥i teploté
mistnosti, je nutno jej zménit pfed pouZitim
na kapalinu zahfdtim nebo rozpu$ténim.

Zvlasté vyhodnymi laktamy jsou I-methyl-
-2-pyrrolidinon, 1-butyl-2-pyrrolidinon, 1-cyk-
lohexyl-2-pyrrolidinon, 2-pyrrolidinon, 1-vi-
nylpyrrolidinon a e-kaprolaktam. Tyto lakta-
my maji zvlasté vhodné vlastnosti pfi odstra-
flovani oblasti, nezasaZenych svétlem, z to-
hoto divodu je moZno jej uZit ve zFedéné
forms, pritom tyto l4atky nezplsobuji neZa-
douci nabobtndni vytvrzeného polymeru v
oblastech, které byly svétlem zasaZeny. 1-
-methyl-2-pyrrolidinon je zvlasté vyhodny,
protoZe je netoxicky, m4 maly tlak par a za-
nedbatelny zdpach. Je staly v kyselém pro-
stiedi.

V piipade, Ze vyvojka obsahuje jest& ky-
selinu, m@Ze jit o anorganickou kyselinu, na-
pFiklad kyselinu fosfore¢nou, sirovou nebo
chlorovodikovou neboe o organickou karbo-
xylovou kyselinu, zejména monokarboxylo-
vou kyselinu, jako kyselinu octovou, nebo o
hydroxykarboxylovou kyselinu, jako o kyse-
linu miléénou nebo glykolovou, nebo o nena-
sycenou karboxylovou kyselinu, jako o ky-
selinu e-pentenovou. MnoZstvi kyselin je 1
aZ 5 % objemovych, vztaZeno na objem po-
uZitého laktamu, s vyhodou je toto mnoZstvi
takové, Ze hodnota pH vyvojky je 2 aZ 6.

Pritomnost jednoho nebo vice smécedel je
vyhodné pro dobry rozptyl vyvojky a k udr-
Yeni vyvojky v suspenzi, jakmile dojde i k
rozpusténi polymeru i pigmentu v piipadg,
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7e fotopolymer tento pigment obsahuje. Pfi-
kladem vhodného sméacCedla jsou pripravky
Texofor FP 85 aZ 65 A9P (polyoxyethylen-
ethery ve formé& kondenzdti), ddle Perminal
BX (sodné stl alkylované kyseliny naftylen-
sulfonové), Aerosol OT a Tergitol MP (no-
nylfenylethylenoxid ve form& kondenzatniho
produktu).

V piipade, Ze vyvojka obsahuje inertni fe-
didlo, miiZe jit napfiklad o vodu, ethanol-
amin, ethylenglykolmonoethylether-(2-etho-
xyethanol ), ethylenglykol, diethylenglykol,
diethylenglykolmonoethylether, naptiklad
2-(2-ethoxyethoxy Jethanol, diacetonalkohol,
isopropanol nebo jinou kapalinu, kterd v
pFipad8, Ze by byla uZita sama o sob&, nema
7Z4dny rozpoustéci Glinek na vrstvu, expono-
vanou v konfiguraci obrazu.

V pripadg, Ze vyvojka obsahuje dalsi or-
ganickou kapalinu, kterd je selektivnim roz-
pustidlem pro neosvétlené oblasti, mlZe jit
o jakékoli organické kapalné rozpustidlo,
které se b&Zné uZiva iako vyvojka pii pouZi-
ti fotopolymeru. Pfikladem té&chto organic-
kych rozpustidel mtZe byt 2-methoxyethyl-
acetat, y-butyrolakton, tetrahydrofurylalko-
hol, . n-propylalkohol a methoxybutylacetat.

Zpisob podle vynélezu je velmi dobfe po-
uZitelny pro vrstvy fotopolymeru, exponova-
né v konfiguraci obrazu, zejména v tom pii-
padg, Ze fotopolymery obsahuji v&tSi poCet
skupin o struktufe —CH=CH—CO-—, tak jak
bylo popséno ve svrchu zminénych publika-
cich. Specifickymi piiklady pouZitelnych fo-
topolymer@t jsou fotopolymerovatelné prys-
kyrice ve formg esterii, odvozené napiiklad
od polymert s obsahem volnych hydroxylo-
vych skupin, jako je polyvinylalkohol nebo
epoxidové pryskyfice a nenasycenych karbo-
xylovych Kkyselin, jako je kyselina skoFicova.

P¥i provadéni zplisobu podle vynédlezu se
deska, citliva na svétlo a sestdvajici z vrstvy
fotopolymeru na povrchu podloZky exponuje
aktinickému zafeni v konfiguraci obrazu.
Pak se exponovand vrstva vyviji naneseni vy-
vojky po urcitou dobu, dostateCnou k odstra-
néni uZitého polymeru z neosvétlenych &as-
tic. PFitom je moZno vyuZit jemného mecha-
nického smyvani z téchto oblasti. Vyvojka
je dostatetn® u¢innd k tomu, aby mohla byt
uZita pti teplot® mistnosti, v pfipadé potte-
by je vdak moZno ji uZit pri vySsi teploté az
do 50°C. Vyvojku je moZno nanést jednou
nebo n&kolikrat, po dplném odstranéni ne-
osvétlenych Castic se pak stanou hydrofilni-
my Césti podlozky, z nichZ byl odstrané&n po-
lymer. Pak se deska su$i, po usuSeni je na
ni zFejmy obraz, vznikly vytvrzenim polyme-
ru v osvétlenych Céstech.

Vynalez bude osvétlen nédsledujicimi p¥
klady, v nichZ jsou vSechny dily hmotnostn
neni-li jinak uvedeno.

i-
I,

Priklad 1

- Pfipravkem Super Sensalith predem sen-
sitizovand tiskovd deska typu Howson-Al-
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graphy, sestdvajici z podloZky z anodizova-
ného hliniku, na niZ je nanesena vrstva fo-
topolymeru 2z cinnamoylované epoxidové
pryskyfice se uvede ve styk s fotografickym
negativem a exponuje se svétlem, vysilanym
z uhlikové obloukové lampy 5 minut. Pak
se deska déle zpracovava 30 sekund piisobe-
nim 1-methyl-2-pyrrolidinonu. Pak se desen-
zitizuje roztokem, ktery obsahuje 46 % ob-
jemovych vody, 50 % objemovych arabské
gumy, 0,9 % objemovych p¥ipravku Permi-
nal BX, 2 % objemova kyselého fosforeéna-
nu amonného a 1,1 % objemovych kyseliny
fosioreéné.

Po zvihCeni vysledné desky vodou a po na-
neseni inkoustu pro clejotisk byl ziskdn dob-
Ie ohraniCeny obraz.

Priklad 2

Byl opakovédn postup podle piikladu 1 s
tim rozdilem, Ze piedem senzitizovana des-
ka sestdvala z podlozky z anodizovaného hli-
niku s povlakem piipravku Waycoat photo-
resist. Waycoat photoresist obsahuje fotopo-
lymer typu poly(vinylcinnamét). PFi pouZiti
takto zpracované desky byl ziskan velmi dob-
Iy obraz.

P¥iklad 3
Byl opakovan postup podle prikladu 1 se

stejné uspokojivim vysledkem, pFitems byla
uZita vyvojka nasledujiciho sloZeni:

1-methyl-2-pyrrolidinon 5 diln
4-hydroxy-4-methy}-2-pentanon
(Fedidlo) 4,6 dika
Kyselina fosforetnd (specificka
hmotnost 1,750} 0,4 dila

Priklad 4

Deska Super Sensalith (Howson-Algraphy)
byla automaticky zpracovédvana v pEistroji
Howson-Algraphy po expozici fotografickym
negativem pii pouZiti pulzujiciho xenonové-
ho svételného zdroje. P¥ desenzitizaci v u-
vedeném pFistroji hylo uZito 10% vodného
roztoku polyakrylamidu, jakoZ vyvojky bylo
uZito néasledujiciho roztoku:

1-methyl-2-pyrrolidinon 6 dild
tetrahydrofurfurylalkohol 3 dily
Texofor 65A9P [Glovers

Chemicals Ltd} 1 dil

kyselina sirova 0,2 dilu
Waxolinovd modf AS. (ICI Ltd) 0,1 dilu

Texofor 65A9P je smédedlo, které sestava
z polyoxyethylenetheru ve form& kondenzi-

tu o vzorci R.0.(C2H40),H, kde R je alifaticka
skupina s dlouhym Fetdzcem.

Pomoci takto zpracované desky bylo moz-
no ziskat syt& ferny tisk pfi pouziti jako li-
tografické desky. Teplota rozpustidla v pii-
sluSném &islu pouZitého piistroje byla 24 °C.

Priklad 5

Byl opakovén zpiisob podle pirfkladu 4 s
obdobnym vysledkem s tim rozdilem, Ze tep-
lota vyvajky byla 40°C. V pracovnim pros-
toru nebylo moZno poZadovat Z4dny nepfii-
jemny zdpach, vyvijeni postupovalo rychle-
it

Priklad 6

Deska, citliva na svétlo byla vyrobena tak,
Ze podloZka ze zrnitého a anodizovaného hli-
niku byla opatfena povlakem cinnamoylova-
né epoxidové pryskyrice, cithvé na svétla, v
mnozstvi 0,5 g/m2. Po dikladném usuleni by-
la deska uvedena ve styk s negativem na
1,5 minuty p¥i pouZiti rtutove lampy.

Deska byla rozdélena na 4 &4sti, z nichz
kaZda byla vyvolana nésledujicim zpiisobem:

A — vyvoldno 1-butyl-2-pyrrolidinonem pfi
22°C,

B — vyvoldno 1-cyklohexyl-2-pyrrolidino-
nem p¥i 50 °C,

C — vyvoléno 2-pyrrolidinonem pfi 50 °g,

D — vyvoldne 1-vinyl-2-pyrrolidinonem pii
22 °C.

V8echny ¢asti byly desenzitizovany desen-
z'tizanim roztokem z p¥ikladu 1 a za vihka
na né byl nanesen ¢erny inkoust pro olejo-
tisk. Ve v3ech pfipadech bylo dosaZeno vel-
mi dobrého tisku.

Piiklad 7

Byla provedena celd Fada pokusdi, urée-
nych ke zjisténi, do jaké miry je mozno zre-
dit vhodny laktam k dosaZeni hospodarnosti
bez sniZeni jeho G&inku.

Byl opakovéan zpiisob podle piikiadu 1 pfi
pouZiti nasledujicich vyvojek. V kaZdém z
uvedenych prikladd byle dosaZeno velmi dob-
rého tisku.

A — 9 dili 1-methyl-2-pyrrolidinonu a 1 dil
vody,

B — 8 dilii 1-methy}-2-pyrrolidinonu a 2 di-
ly ethanolaminu,

C — 6,5 dili 1-methyi-2-pyrrolidinenu a 3,5
diltt ethanolaminu,

D — 10 dili 1-methyl-2-pyrrolidinone a 8
dili 2-ethoxyethanolu,
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E — 6 dild 1-methyl-2-pyrrolidinonu a 4 dily
2-[2-ethoxyethoxy]ethanolu,

F — 10 diltt 1-methyl-2-pyrrolidincnu a 9
dild 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanonu.

Zpisob podle piikladu 1 byl opakovan ta-
ké pri pouZiti laktaml spolu s 2-methoxy-
ethylacetdtem na jedné stran& a y-butyllakta-
nem na druhé strang. V obou téchto pii-
kladech bylo také dosaZeno velmi dobrého
tisku.

Priklad 8

Byl proveden postup podle piikladu 4 s
tim rozdilem, 7e vyvojkou byl teply roztok
10 dilii e-kaprotaktamu v 9 dilech 2-ethoxy-
ethanolu. Bylo dosaZeno obdobnych vysled-
ki

Priklad 9

Byl opakovan postup podle piikladu 1, s
tim rozdilem, Ze jako litografické desky bylo
uZito desky LNL {Kodak Limited). Tato des-
ka pracuje na podklad& negativu a sestdva
z podloZky, opatrfené vrstvou fotopolymeru.
Bylo dosaZeno velmi dobré kvality obrazu.

10
PFiklad 10

Pfedni strana nepouZité zinkové desky
(S.D. Syndicate Ltd.} byla ofiSténa a pota-
Zena vrstvou KPR (Kodak Limited). KPR je
fotopolymer, a to, poly(vinylcinnamét). Po
usudeni byla vyslednd na svétlo citlivd deska
exponovana aktinickému zéreni pres kont-
rastni negativ nékolik minut, naeZ byla vy-
vijena pii pouZiti 1-methyl-2-pyrrolidinonu
a znovu usuSena. Obraz, ktery zhstal na des-
ce po vyvijeni byl odolny proti laktamm
kyselinou dusi¢nou. PFi pouZiti této desky
bylo moZno dosdhnout velmi dobrého relié-
fového obrazu. Vysledkem byla deska pro
knihtisk.

P¥iklad 11

Hladkéa ¢4st médéné desky, tak jak se béz-
né uZiva k vyrobg ti§t&nych obvodl byla po-
vlékdna piipravkem Waycoat photoresist. Vy-
sledna na svétlo citlivd deska byla expono-
véna pies negativ elektronického obvodu a
vyvolana roztokem s obsahem 10 dilfi 1-me-
thyl-2-pyrrolidinonu a 8 dilit isopropylalko-
holu jako Fredidla. Po vyvoldni byl ziskdn
dobry obraz, odolny proti leptédni.

PREDMET VYNALEZU

1. Zplisob vytvareni vrstvy fotopolymeru,
exponované v konfiguraci obrazu, napfiklad
fotopolymerizovatelného esteru pryskyfice,
jako poly(vinylcinnamétu) nebo cinnamoylo-
vané epoxidové pryskyfice, pri kterém se se-
lektivné odstraiiuji neosvétlené oblasti vrstvy
plisobenim v§vojky obsahujici alespoii 50 %
hmotnostnich organického rozpoustédla, po-
p¥ipadé aZ 5 % hmotnostnich kyseliny, na-
pFiklad anorganické kyseliny jako kyselina
fosforetnd nebo chlorovodikovd nebo orga-
nické karboxylové kyseliny, napriklad kyse-
liny octové, mlécné, glykolové nebo «-pente-
nové, aZ 20 % hmotnostnich smad&edla, na-
priklad kondenzétu polyoxyethylenetheru,
sodné soli alkylované kyseliny naftalensulfo-
nové nebo nonylfenylethylenoxidu, az 50 %
hmotnostnich inertniho redidla, napfiklad
vody, ethanolaminu nebo 2-ethoxyethanoclu
a aZ 50 % hmotnostnich dal3i organické ka-
paliny, napfiklad tetrahydrofurfurylaikoholu,
2-methoxymethylacetdtu nebo y-butyrolakto-
nu, po dobu, dostatetnou k selektivnimu od-
stran&ni neexponovanych oblasti, s ochledem
na teplotu vyvojky, ve tmé&, vyznacujici se
tim, Ze organickym rozpoustédlem je laktam
obecného vzorce I
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(1)

n znamend celé ¢isio 1, 2 nebo 3,

R znamend atom vodiku, methyl, ethyl, vi-
nyl, isopropyl, butyl, pentyl, fenyl, tolyl, ace-
tyl nebo cyklohexyl,

R’ znamend atom vodiku, methyl, ethyl ne-
bo propyl a

R” znamend atom vodiku.

2. Zptsob podle bodu 1, vyznalujici se
tim, e laktamem je 1-methyl-2-pyrrolidinon.

3. Zplisob podle bodu 1, vyznacujici se
tim, Ze laktamem je 1-butyl-2-pyrrolidinon,
1-cyklohexyl-2-pyrrolidinon, 2-pyrrolidinon,
1-vinyl-2-pyrrolidinon nebo ¢-kaprolaktam.
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